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本发明涉及一种显示装置及显示装置的制

造方法，其具有通过构成图像的多个单位像素的

各个单位像素控制亮度从而发光的发光元件层，

和设置于发光元件层上的封固层，设置于封固层

上的紫外线吸收层，和设置于紫外线吸收层上的

由具有紫外线固化性的有机树脂形成的平坦化

层。
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1.一种显示装置，其特征在于，具有：

基板；

设置于所述基板上的发光元件层；以及

设置于所述发光元件层上的封固结构及紫外线吸收层，

所述封固结构包括由具有紫外线固化性的有机树脂形成的第1平坦化层，所述第1平坦

化层设置于比所述紫外线吸收层更靠近上层。

2.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述封固结构在所述发光元件层和所述

紫外线吸收层之间包括由无机材料形成的第1封固层。

3.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述封固结构在所述紫外线吸收层和所

述第1平坦化层之间包括由无机材料形成的第1封固层。

4.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述紫外线吸收层由氧化钛形成。

5.如权利要求1所述的显示装置，其特征在于，所述封固结构包括设置于所述第1平坦

化层上的由无机材料形成的第2封固层、和设置于所述第2封固层上的由有机树脂形成的第

2平坦化层。

6.一种显示装置，其特征在于，具有：

基板；

设置于所述基板上的发光元件层；以及

设置于所述发光元件上的封固结构及氧化钛层，

所述封固结构包括由有机树脂形成的第1平坦化层，所述第1平坦化层设置于比所述氧

化钛层更靠近上层。

7.如权利要求6所述的显示装置，其特征在于，所述封固结构在所述发光元件层和所述

氧化钛层之间包括由无机材料形成的第1封固层。

8.如权利要求6所述的显示装置，其特征在于，所述封固结构在所述氧化钛层和所述第

1平坦化层之间包括由无机材料形成的第1封固层。

9.如权利要求6所述的显示装置，其特征在于，所述封固结构包括设置于所述第1平坦

化层上的由无机材料形成的第2封固层、和设置于所述第2封固层上的由有机树脂形成的第

2平坦化层。

10.一种显示装置的制造方法，其特征在于，包括：

准备基板的工序；

在所述基板上设置发光元件层的工序；

在所述发光元件层上设置由无机材料形成的封固层的工序；

在所述封固层上设置紫外线吸收层的工序；

在所述紫外线吸收层上设置具有紫外线固化性的有机树脂的工序；以及

对所述有机树脂照射紫外线从而使其固化的工序。

11.如权利要求10所述的显示装置的制造方法，还包括：

在所述有机树脂上设置由无机材料形成的第2封固层的工序。
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显示装置及显示装置的制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及显示装置及显示装置的制造方法。

背景技术

[0002] 现有技术中，已知有如下的显示装置：其具有通过构成图像的多个单位像素的各

个单位像素控制亮度从而发光的发光元件层、和覆盖发光元件层的封固层。封固层是为了

抑制来自外部的水分侵入装置内部而设置的。作为具有封固层的显示装置，例如，如日本特

开2013-105947号公报公开的那样，已知这样的显示装置，其具有由无机材料形成的封固

层、和在该封固层上设置的、由有机树脂形成的平坦化层、和在该平坦化层上设置的、由无

机材料形成的封固层。平坦化层由具有紫外线固化性的丙烯酸树脂等形成，其通过照射紫

外线而固化，且形成在发光元件层的上方。

[0003] 此处，在对平坦化层照射紫外线的情况下，设置于平坦化层的下方的发光元件层

受到紫外线的影响，其结果，发光特性可能降低。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于，提供一种抑制发光特性降低的显示装置及其制造方法。

[0005] 作为本发明的一个方式的显示装置，其特征在于，具有：基板；发光元件层，其设置

于所述基板上，通过构成图像的多个单位像素的各个单位像素控制亮度从而发光；封固结

构，其设置于所述发光元件层上；紫外线吸收层，其设置于所述发光元件层上，所述封固结

构包括设置于所述紫外线吸收层上、且由具有紫外线固化性的有机树脂形成的第1平坦化

层。

[0006] 作为本发明的其他方式的显示装置的制造方法，其特征在于，包括：准备基板的工

序；在所述基板上设置发光元件层的工序；在所述发光元件层上设置由无机材料形成的封

固层的工序；在所述封固层上设置紫外线吸收层的工序；在所述紫外线吸收层上设置具有

紫外线固化性的有机树脂的工序；对所述有机树脂照射紫外线从而使之固化的工序。

附图说明

[0007] 图1为第1至3实施方式涉及的显示装置的外观立体图。

[0008] 图2为示意性地示出第1实施方式涉及的显示装置的剖面的示意剖面图。

[0009] 图3为示出各像素中形成的电路的电路图。

[0010] 图4为说明第1实施方式涉及的显示装置的制造方法的流程图。

[0011] 图5为示意性地示出第2实施方式涉及的显示装置的剖面的示意剖面图。

[0012] 图6为示意性地示出第3实施方式涉及的显示装置的剖面的示意剖面图。

[0013] 附图标记说明

[0014] 10TFT基板，11基板，11a开关TFT，11b保持电容，11c驱动TFT，12发光元件层，12a下

部电极，12b有机EL层，12c上部电极，13、16、19封固层，14紫外线吸收层，15、18平坦化层，17
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堤层，20对置基板，30填充层，100、200、300显示装置，M显示区域，N边框区域，P单位像素

具体实施方式

[0015] 以下，参照附图对本发明的实施方式进行说明。

[0016] 另外，在本发明的实施方式中，对于在某结构体之“上”配置其他结构体的方式的

表述，当简单地表述为“上”时，除非另有说明，否则包括下述两者：以与某结构体相接触的

方式在其正上方直接配置其他结构体的情况，和在某结构体的上方，隔着第3结构体而配置

其他结构体的情况。

[0017] 首先，参照图1、图2，对第1实施方式涉及的显示装置的整体构成的概要进行说明。

图1为第1实施方式涉及的显示装置的外观立体图。图2为示意性地示出第1实施方式涉及的

显示装置的剖面的示意剖面图。在第1实施方式中，作为显示装置，对使用有机EL(Electro 

Luminescence)的所谓有机EL显示装置进行说明，但不限于此，只要是具有通过构成像素的

多个单位像素P的各个单位像素控制亮度从而发光的层的显示装置即可。

[0018] 如图1所示，显示装置100具有TFT(Thin  Film  Transistor)基板10和对置基板20，

该TFT基板10具有薄膜晶体管等。如图2所示，对置基板20以隔着填充材料30而与TFT基板10

对置的方式设置。另外，显示装置100具有进行图像显示的显示区域M和显示区域M周边的边

框区域N。显示区域M中设置有多个单位像素P。需要说明的是，在图1中，虽然仅示出了1个单

位像素P，但实际上，在显示区域M中以矩阵状配置有多个单位像素P。

[0019] 如图2所示，TFT基板10具有：基板11；设置于基板11上的发光元件层12；设置于发

光元件层12上、由无机材料形成的封固层13；设置于封固层13上的紫外线吸收层14；设置于

紫外线吸收层14上、由有机树脂形成的平坦化层15；设置于封固层15上、由无机材料形成的

封固层16。以下，对TFT基板10中所含的各层、各基板的详情进行说明。

[0020] 基板11至少具有包括布线的电路层。对电路层的布线的详情在后面描述。需要说

明的是，基板11既可以是由具有挠性的聚酰亚胺等形成的树脂基板，也可以是玻璃基板等。

[0021] 发光元件层12为通过构成图像的多个单位像素P的各个单位像素控制亮度从而发

光的层。发光元件层12至少设置于显示区域M，并且是包括有机EL层12a、设置于有机EL层的

下部的下部电极12b、和设置于有机EL层12a的上部的上部电极12c的层。虽然未对有机EL层

12a的详情进行图示，但其包括电荷传输层、电荷注入层、发光层等。

[0022] 有机EL层12a之中与下部电极12b相接触的区域与各单位像素P对应，在该区域进

行发光。另外，各单位像素P由堤层14划分，有机EL层12a和下部电极12b通过堤层14而隔开

的区域成为不进行发光的区域。上部电极12c在有机EL层12a上跨越多个单位像素P而配置。

在第1实施方式中，以下部电极12b为阳极，以上部电极12c为阴极，但不限于此，也可以将极

性反转。需要说明的是，对于来自有机EL层12a的光所通过的上部电极12c，可使用透明导电

材料等形成为透过电极。作为透明导电材料，可使用例如ITO(Indium  Tin  Oxide)、IZO

(Indium  Zinc  Oxide)等。另外，也可以使用铝(Al)、银(Ag)、或者银和镁(Mg)的合金、以光

能够透过的程度的薄膜的形式形成上部电极12c，上部电极12c也可以是以上述金属薄膜和

透明导电材料的层叠膜的形式形成。

[0023] 需要说明的是，在第1实施方式中，可采用分别涂布方式，其以与各像素颜色相应

的颜色而发光的方式分别涂布有机EL层12a，也可以采用彩色滤光片方式，其中所有像素以
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同一颜色(例如白)发光，通过设置于对置基板20的彩色滤光片，在各像素中仅使特定波长

的光透过。

[0024] 封固层13、16为用于抑制来自外部的水分侵入显示装置100内部而设置的。需要说

明的是，封固层13、16由氮化硅(SiN)形成，但只要是由耐湿性高的无机材料形成的话，并不

限于此，可以由例如氧化硅等形成。另外，平坦化层15由丙烯酸树脂形成，但并不限于此，只

要是具有紫外线固化性的有机树脂即可，也可以由例如环氧树脂等形成。

[0025] 此处，参照图2及图3，对发光元件层的发光原理进行说明。图3为示出各单位像素P

中形成的电路的电路图。如图3所示，基板11中所含的电路层的布线包括扫描线Lg、与扫描

线Lg垂直的图像信号线Ld、及与扫描线Lg垂直的电源线Ls。另外，在电路层的各单位像素P

中，设置像素控制电路Sc，像素控制电路Sc通过接触孔(未图示)而连接于下部电极12b。像

素控制电路Sc包含薄膜晶体管和/或电容器，并控制对设置于各单位像素P的有机发光二极

管Od的电流供给。需要说明的是，有机发光二极管Od由参照图2而在上面描述了的有机EL层

12a、下部电极12b和上部电极12c构成。

[0026] 如图3所示，像素控制电路Sc具有驱动TFT11a、保持电容11b和开关TFT11c。开关

TFT11c的栅极连接于扫描线Lg，开关TFT11c的漏极连接于图像信号线Ld。开关TFT11c的源

极连接于保持电容11b及驱动TFT11a的栅极。驱动TFT11a的漏极连接于电源线Ls，驱动

TFT11a的源极连接有机发光二极管Od。通过对扫描线Lg施加栅极电压，开关TFT11c成为导

通(ON)的状态。此时，若从图像信号线Ld提供图像信号，则电荷在保持电容11b中存储。并

且，通过将电荷存储在保持电容11b中，驱动TFT11a成为导通(ON)状态，电流自电源线Ls流

向有机发光二极管Od，由此有机发光二极管Od发光。

[0027] 需要说明的是，像素控制电路Sc只要是用于控制对有机发光二极管Od的电流供给

的电路即可，不限于图3所示的那样。例如，除了保持电容11b，像素控制电路Sc还可进一步

包括用于增加容量的辅助电容，构成电路的晶体管的极性也不限于图3所示的极性。

[0028] 在第1实施方式中，紫外线吸收层14由具有透明性的氧化钛(Titanium  Oxide:

TiOx，X主要为2)形成。氧化钛具有吸收波长为365nm的紫外线、并透过可见光的特性。该紫

外线吸收层14是为了保护发光元件层12免受紫外线伤害而设置的。需要说明的是，紫外线

吸收层14不限于由氧化钛形成的层，只要是由能够吸收紫外线，并且透过发光元件层12的

光的材料形成的层即可。

[0029] 在第1实施方式涉及的显示装置100中，由于在发光元件层12与设置于发光元件层

12上的由具有紫外线固化性的有机树脂形成的平坦化层15之间具有紫外线吸收层14，因此

即便为了使平坦化层15固化而照射紫外线的情况下，发光元件层12也不易受紫外线的影

响。因此，能够抑制由紫外线的照射引起的发光元件层12的劣化，能够抑制装置的寿命缩

短。

[0030] 接下来，参照图4，对第1实施方式涉及的显示装置的制造方法进行说明。图4为对

第1实施方式涉及的显示装置的制造方法进行说明的流程图。

[0031] 首先，准备包括电路层的基板11(步骤ST1)。接着，在基板11上将堤层14及发光元

件层12成膜(步骤ST2)。进而，在发光元件层12上，利用化学蒸镀法(Chemical  Vapor 

Desposition，以下称为CVD法)，使用成分中包含硅、氨气和氮气的材料，将由氮化硅形成的

封固层13进行成膜(步骤ST3)。作为CVD法，可采用使原料气体等离子化而发生化学反应的
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等离子CVD法。需要说明的是，在该工序中，通过硅和氨气的反应而生成氮化硅，使用氮气是

为了调整气压量。封固层13以沿着发光元件层12的形状而形成。

[0032] 进而，在封固层13上，将由具有紫外线吸收性的氧化钛形成的紫外线吸收层14成

膜(步骤ST4)。接着，在紫外线吸收层14上，设置丙烯酸树脂(步骤ST5)。进一步地，为了使具

有流动性的丙烯酸树脂固化，照射紫外线(步骤ST6)。被紫外线照射的丙烯酸树脂发生固

化，由此，平坦化层15以树脂层的形式形成。另外，由氧化钛形成的紫外线吸收层14通过接

受紫外线，发挥亲水性的功能，因此，设置于紫外线吸收层14上的丙烯酸树脂润湿性变好。

因此，与在封固层13上将平坦化层15直接成膜的情况相比，平坦化层15能够实现在紫外线

吸收层14上均匀地进行成膜，而没有不均。

[0033] 接着，在平坦化层15上，将由氮化硅形成的封固层16成膜(步骤ST7)。封固层16的

成膜方法可利用与封固层13同样的方法进行。需要说明的是，由无机材料形成的封固层13、

16的成膜不限于CVD法，也可使用溅射法、ALD(Atomic  Layer  Deposition)法等其他方法。

另外，关于紫外线吸收层14的成膜，与封固层13、16同样，可利用CVD法进行，也可使用溅射

法、ALD(Atomic  Layer  Deposition)法等其他方法进行。通过以上工序，完成TFT基板10的

制造。

[0034] 进一步地，在步骤ST7完成后，隔着填充层30以与TFT基板10对置的方式设置对置

基板20(步骤ST8)。经过以上说明的工序，完成第1实施方式涉及的显示装置100的制造。

[0035] 接着，参照图5，对第2实施方式涉及的显示装置200进行说明。图5为示意性地示出

第2实施方式涉及的显示装置的剖面的示意剖面图。显示装置200除了具有平坦化层18和封

固层19外，为与显示装置100同样的构成。具体而言，显示装置200具有：设置于发光元件层

12上的封固层13、设置于封固层13上的紫外线吸收层14、设置于紫外线吸收层14上的平坦

化层15、设置于平坦化层15上的封固层16、设置于封固层16上的平坦化层18和设置于平坦

化层18上的封固层19。

[0036] 平坦化层18可使用与平坦化层15同样的材料、以同样的方法成膜。另外，封固层19

可使用与封固层16同样的材料、以同样的方法成膜。像这样，在显示装置200中，由有机树脂

形成的平坦化层设置成双层，因此与显示装置100相比，可形成凹凸更小的层。另外，由于由

无机材料形成的封固层设置成三层，因此与显示装置100相比，更易于抑制水分向装置内部

的侵入。另外，当形成平坦化层15及平坦化层18时、需要分别进行照射紫外线而使有机树脂

固化的工序的时候，对于任一紫外线照射，紫外线吸收层14均发挥吸收紫外线、抑制紫外线

对发光元件层12的影响的效果。

[0037] 接着，参照图6，对第3实施方式涉及的显示装置300进行说明。图6为示意性地示出

第3实施方式涉及的显示装置的剖面的示意剖面图。显示装置300除了封固层13和紫外线吸

收层14的层叠顺序不同以外，为与显示装置100同样的构成。具体而言，显示装置300具有：

设置于发光元件层12上的紫外线吸收层14、设置于紫外线吸收层14上的封固层13、设置于

封固层13上的平坦化层15、设置于平坦化层15上的封固层16。即便对于这种构成，也能够与

第1实施方式同样地，在为了将由具有紫外线固化性的有机树脂形成的平坦化层15固化从

而照射紫外线的情况下，由于紫外线吸收层14吸收紫外线，因此发光元件层12不易受到紫

外线的影响。

[0038] 需要说明的是，第1实施方式中示出的由封固层13、16、平坦化层15形成的层叠结
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构对应于本发明的封固结构。另外，第1至3实施方式中示出的由封固层13、16、19、平坦化层

15、18形成的层叠结构对应于本发明的封固结构，封固层13对应于本发明的第1封固层，封

固层16对应于本发明的第2封固层，平坦化层15对应于第1平坦化层，平坦化层18对应于第2

平坦化层。

[0039] 对当前认为是本发明的某些实施方式进行了说明，但应当理解，可对其进行各种

变型，在本发明的实质和范围内，所附权利要求涵盖所有这种变型。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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